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 本研究では、ガンマ10ミラー装置において、
ECHのパワー変調を行うことにより、ELM状の
端損失を発生させ、その間欠的な熱流をELMに
よるものと模擬することで、ダイバータ模擬プ

ラズマの、ELM様高熱流負荷による動的応答の
データを取得することを目的とする。 
	
 まず、既存の500 kW大電力ジャイロトロンの
ECHシステムを使用したパワー変調入射実験
を実施し、初期データを取得した。図1に、ガ
ンマ10プラグ部及びエンド部の概略図を示す。
その結果、380 kW 5 msのプラグ部ECH入射で、
0.05 MJ/m2を超えるエネルギー密度が得られた。

また、パワー依存性を調べた結果(図2)、入射パ
ワーの増大に伴い、飽和することなくエネルギ

ー密度が増大することが分かった。これに基づ

き、ELM模擬に向けたECHシステム高性能化の
検討を行った。 
	
 第一に、ECHマイクロ波源ジャイロトロンの
高性能化である。これまでに、新型ジャイロト

ロンの開発により、28 GHz 1.2 MWの出力が達
成されている。このジャイロトロンを、現有の

ECHシステムに適用することにより、3~4倍の
ECHパワー源の増大が期待出来る。第二に、
ECHミラーアンテナの高性能化である。現有の
ミラーアンテナのマイクロ波放射パワー密度

分布の1/e半径は62.5 mm程度である。新型ミラ
ーアンテナの形状を、パワー密度分布が中心に

局在化するように設計することで、プラズマ中

心付近において、現有システムの数倍~10数倍
のECH入射パワー密度の増大が期待出来る。 
	
 本講演では、得られた初期実験結果に基づき

実施した、ECHシステム高性能化について報告
する。 
	
 本研究は、 NIFSの双方向型共同研究
(NIFS14KUGM090, NIFS13KUGM080)の助成を
受けたものである。  
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図 1	
 ガンマ 10プラグ部及びエンド部の断面
概略図。プラグ部 ECHのパワー変調によるプ
ラズマ応答を、端損失電子、端損失イオンを計

測できる静電エネルギー型分析器 (LED, 
ELIEA)を用いて解析する。熱流は、可動型カ
ロリメーターにより計測する。 
 

 
 
図 2	
 ECH 変調入射時におけるプラズマ中心
軸上付近の端損失電子によるエネルギー密度

の入射パワー依存性。入射パワーの増大に伴

い、エネルギー密度が増大する。 


